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(57)【要約】
【課題】回転するディスク上にセラミックスラリーを供
給して乾燥造粒を行う噴霧乾燥造粒装置において、ディ
スク上での乾燥物の固化やその剥離などに起因する製品
であるセラミック顆粒中への粗粒の混入を抑制、防止し
て、微細で粒度分布がシャープな造粒体を効率よく製造
することが可能な噴霧乾燥造粒装置およびそれを用いた
セラミック造粒体の製造方法を提供する。
【解決手段】ディスクＤの表面のスラリーと接触する領
域に疎水性を持たせる。
　ディスクＤの表面のスラリーと接触する領域にフッ素
樹脂コーティング、撥水めっき、フッ素樹脂シートの貼
り付けのいずれかの処理を施して疎水性を付与する。
　上述のディスクＤを備えた噴霧乾燥造粒装置を用いて
スラリーの乾燥造粒を行う。
　上述のディスクＤを備えた噴霧乾燥造粒装置を用いて
セラミックスラリーの乾燥造粒を行い、セラミック顆粒
を製造する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固形分を含むスラリーおよび乾燥用加熱気体が供給される乾燥造粒室と、前記乾燥造粒
室内に回転可能に配設されたスラリー微細化用のディスクとを備え、回転している前記デ
ィスク上に前記スラリーを連続的に供給し、前記スラリーを、前記ディスクの回転による
遠心力を利用して前記ディスク上を移動させつつ微細化し、前記乾燥造粒室内に噴霧する
ことにより、前記スラリーを乾燥させて造粒する噴霧乾燥造粒装置であって、
　前記ディスクの表面の前記スラリーと接触する領域に疎水性を持たせたこと
　を特徴とする噴霧乾燥造粒装置。
【請求項２】
　前記ディスクの表面の前記スラリーと接触する領域にフッ素樹脂コーティング、撥水め
っき、およびフッ素樹脂シートの貼り付けのいずれかの処理を施すことにより、前記疎水
性を付与したことを特徴とする請求項１記載の噴霧乾燥造粒装置。
【請求項３】
　前記スラリーに含まれる固形分がセラミック原料粉末であり、前記スラリーを乾燥させ
て造粒することにより得られる造粒体がセラミック顆粒であることを特徴とする請求項１
または２記載の噴霧乾燥造粒装置。
【請求項４】
　請求項１または２記載の噴霧乾燥造粒装置を用いて、スラリーの乾燥造粒を行うことに
より、造粒体を得ることを特徴とする造粒体の製造方法。
【請求項５】
　請求項３記載の噴霧乾燥造粒装置を用いて、セラミックスラリーの乾燥造粒を行うこと
によりセラミック顆粒を得ることを特徴とするセラミック顆粒の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スラリーを乾燥して造粒体を製造するのに用いられる噴霧乾燥造粒装置、そ
れを用いた造粒体およびセラミック顆粒の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セラミック材料は、電子部品の構成材料として広く用いられている。そして、例えば、
フェライトコアなどのセラミック素体は、セラミック原料粉末にバインダーを加えて、所
定の形状に成型した後、これを焼成することにより製造されている。
【０００３】
　このようなセラミック素体（セラミック成型体）を製造する方法としては、乾式の加圧
成型法が広く行われている。この加圧成型法は、セラミック原料となる粉末にバインダー
を加えたスラリーを噴霧乾燥することにより作製したセラミック顆粒（造粒物）を金型に
充填して、加圧成型する方法である。
【０００４】
　そして、一般に、スラリーを噴霧乾燥する方法には、
　(１)スラリーに圧力を加えてノズルから噴霧する方法、
　(２)高速回転するディスクにスラリーを供給し、ディスクの回転による遠心力で液滴を
形成し、噴霧する方法
　がある。
　上記(２)の方法は、(１)の方法に比べて、一般に造粒されたセラミック顆粒の粒度分布
がシャープになるなどの特徴を有している。
【０００５】
　そして、上記(２)の方法は、通常、乾燥造粒用のチャンバーにディスクを配設し、チャ
ンバーに所定温度（例えば、２７０～２９０℃）に加熱された空気を供給しながら、ディ
スク上にスラリーを供給し、ディスクの回転による遠心力で、スラリーを所定の粒径の微
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細な液滴として噴霧することにより実施される。
【０００６】
　しかし、上述の方法では、チャンバー内でディスクが加熱されることにより、ディスク
上で乾燥物が固化して詰まりが生じたり、固化物がディスクから剥離して固まり（粗粒）
として製品中に混入したりするという問題がある。
【０００７】
　このような問題を解消する方法として、スラリー微細化用の、高速回転するディスクの
上方および下方に設けた空気吹付管から冷却用空気を吹付けて、ディスクが過熱しスラリ
ーがディスク上で固化することを防止するようにした噴霧乾燥装置が提案されている（特
許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特公昭５９－１６４８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特許文献１の噴霧乾燥装置の場合、スラリーの乾燥を行うために供給されるスプレ
ードライヤの乾燥用熱風は、通常大きな風量に設定されており、冷却用空気を効果的に機
能させるには、冷却用空気の風量も相当に大きな量であることが必要になる。
【００１０】
　しかしながら、冷却用空気の風量を大きくするためには冷却用空気の導入部を大きくし
たり、空気吹付管を通過する冷却用空気の流速を速くしたりする必要があるが、いずれの
場合も、ディスク上のスラリーの流れや、ディスク周端面での液滴の微細化に影響を及ぼ
し、得られる造粒体の粒度分布の悪化を招くという問題点がある。
【００１１】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、多量の冷却用空気を供給したりすることを
必要とせずに、ディスク上で乾燥物が固化して詰まりが生じたり、固化物がディスクから
剥離して、粗粒として製品の中に混入したりすることを防止して、ディスク上のスラリー
の流れや、ディスク周端面での液滴の微細化に問題を引き起こしたりせずに、効率よく、
微細で特性の良好な造粒体を得ることが可能な噴霧乾燥造粒装置、および、それを用いた
セラミック造粒体の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の噴霧乾燥造粒装置は、
　固形分を含むスラリーおよび乾燥用加熱気体が供給される乾燥造粒室と、前記乾燥造粒
室内に回転可能に配設されたスラリー微細化用のディスクとを備え、回転している前記デ
ィスク上に前記スラリーを連続的に供給し、前記スラリーを、前記ディスクの回転による
遠心力を利用して前記ディスク上を移動させつつ微細化し、前記乾燥造粒室内に噴霧する
ことにより、前記スラリーを乾燥させて造粒する噴霧乾燥造粒装置であって、
　前記ディスクの表面の前記スラリーと接触する領域に疎水性を持たせたこと
　を特徴としている。
【００１３】
　本発明の噴霧乾燥造粒装置においては、前記ディスクの表面の前記スラリーと接触する
領域にフッ素樹脂コーティング、撥水めっき、およびフッ素樹脂シートの貼り付けのいず
れかの処理を施すことにより、前記疎水性を付与することが好ましい。
【００１４】
　また、本発明の噴霧乾燥造粒装置は、前記スラリーに含まれる固形分がセラミック原料
粉末であり、前記スラリーを乾燥させて造粒することにより得られる造粒体がセラミック
顆粒であることを特徴としている。
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【００１５】
　また、本発明の造粒体の製造方法は、請求項１または２記載の噴霧乾燥造粒装置を用い
て、スラリーの乾燥造粒を行うことにより、造粒体を得ることを特徴としている。
【００１６】
　また、請求項３記載の噴霧乾燥造粒装置を用いて、セラミックスラリーの乾燥造粒を行
うことによりセラミック顆粒を得ることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の噴霧乾燥造粒装置は、乾燥造粒室内に配設されたスラリー微細化用のディスク
の表面のスラリーと接触する領域に疎水性を持たせ、このディスク上にスラリーを連続的
に供給し、ディスクの回転による遠心力を利用してディスク上を移動させつつ微細化し、
乾燥造粒室内に噴霧することにより、スラリーの乾燥造粒を行うようにしているので、デ
ィスクへのスラリー付着や、付着したスラリーの固化を抑制することが可能になる。
【００１８】
　すなわち、噴霧乾燥造粒することにより得られる顆粒中の粗粒は、主としてディスクに
付着した乾燥原料の落下、さらには乾燥造粒室の内壁に付着した乾燥原料の剥離、落下に
より生じる。ただし、乾燥造粒の過程で液滴の衝突などによっても粗粒は生じるが、衝突
による粗粒の生成の確率は、上述のディスクや乾燥造粒室の内壁からの乾燥原料の落下に
よる粗粒の生成に比べて著しく低い。
【００１９】
　また、上述のようにして生成し、製品に混入する粗粒は、金型充填性を悪化させるばか
りでなく、通常の乾燥造粒体（顆粒）とは嵩密度が異なることから、成形体における密度
ばらつきをもたらし、成形体を焼結させた後の焼結体に変形を生じさせる要因となる。
【００２０】
　また、ディスクへの乾燥原料の付着は、ディスク上に供給（滴下）されたスラリーが、
ディスクの周端面に達するまでに加熱されて分散媒（例えば水）が蒸発し、スラリーの流
動性が低下することが主たる原因であるが、ディスクの、スラリーと接触する部分を疎水
性とすることにより、ディスク表面へのスラリーの付着を抑制し、ひいては、スラリー中
の分散媒（例えば水）が蒸発した後の乾燥原料の付着を抑制することが可能になり、得ら
れる乾燥造粒体（顆粒）中の粗粒を少なくすることができる。
【００２１】
　したがって、本発明によれば、ディスクに付着したスラリーが乾燥して固化することに
より詰まりが生じたり、固化したものがディスクから剥離し、粗粒として製品の中に混入
したりすることを防止することが可能になる。その結果、従来の噴霧乾燥装置では問題と
なるような、ディスク上のスラリーの流れや、ディスクの周端面での液滴の微細化に問題
を生じさせたりすることなく、微細で粒度分布がシャープな造粒体を効率よく製造するこ
とができる。
【００２２】
　また、ディスクの表面のスラリーと接触する領域にフッ素樹脂コーティング、撥水めっ
き、フッ素樹脂シートの貼り付けのいずれかの処理を施すことにより、ディスクの表面の
スラリーとの接触部分を確実に疎水性とすることが可能になり、本発明をより実効あらし
めることができる。
【００２３】
　また、本発明の噴霧乾燥造粒装置を用いることにより、固形分としてセラミック原料粉
末を含むセラミックスラリーを乾燥させて造粒することにより、微細で粒度分布がシャー
プなセラミック顆粒を効率よく製造することができる。
【００２４】
　また、本発明の造粒体の製造方法は、上述の請求項１または２記載の噴霧乾燥造粒装置
を用いて、スラリーの乾燥造粒を行うようにしているので、ディスクへのスラリー付着や
、付着したスラリーの固化、さらには、固化物がディスクから剥離し、粗粒として製品の
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中に混入することを防止して、微細で粒度分布がシャープな造粒体を効率よく製造するこ
とができる。
【００２５】
　また、本発明の造粒体の製造方法によれば、固形分としてセラミック原料粉末を含むセ
ラミックスラリーを効率よく乾燥させて、微細で粒度分布がシャープなセラミック顆粒を
効率よく製造することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施例（実施例１）にかかる噴霧乾燥造粒装置の全体構成を示す図で
ある。
【図２】本発明の実施例１にかかる噴霧乾燥造粒装置において用いたディスクの構成を示
す正面断面図である。
【図３】図２に示したディスクの平面図である。
【図４】図２のディスクを構成する上側ディスクを示す平面図である。
【図５】図２のディスクを構成する下側ディスクを示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下に本発明の実施例を示して、本発明の特徴とするところをさらに詳しく説明する。
【実施例１】
【００２８】
　図１は、セラミックスラリーを乾燥造粒して造粒体（セラミック顆粒）を製造するため
に用いられる、本発明の一実施例（実施例１）にかかる噴霧乾燥造粒装置の概略構成を示
す図である。
【００２９】
　図１に示すように、この実施例１の噴霧乾燥造粒装置は、スラリー供給機構１、熱風供
給機構２、噴霧乾燥機本体３、排気機構４を備えている。
【００３０】
　スラリー供給機構１は、原料タンク１１、原料供給ポンプ１２などからなる構成とされ
ている。
 また、熱風供給機構２は、送風機２１、熱風発生装置２２などからなる構成とされてい
る。
【００３１】
　そして、噴霧乾燥機本体３は、セラミックスラリーの乾燥造粒を行う乾燥造粒室（チャ
ンバー）３１、上記の熱風供給機構２からの熱風を供給するための供給口（入口）３２、
排気口（出口）３３、製品排出口３４、ディスクＤを備えるアトマイザ３５などからなる
構成とされている。
【００３２】
　また、排気機構４は、サイクロン４１、バグフィルタ４２などの集塵手段、排風機４３
などからなる構成とされている。
【００３３】
　そして、この噴霧乾燥造粒装置を用いてスラリー（セラミックスラリー）の乾燥造粒を
行う場合、熱風供給機構２から所定温度（例えば、２７０～２９０℃）に加熱された空気
が噴霧乾燥機本体３の熱風供給口３２に送られる一方、スラリー供給機構１からセラミッ
クスラリーが、乾燥造粒室３１に供給され、ディスクＤを備えるアトマイザ３５により所
定の粒径を有する微細な液滴として水平円周方向に噴霧される。
【００３４】
　このとき、セラミックスラリーの液滴は、図１に点線Ｌで示すように、ディスクＤから
重力により下方向に落下する。
【００３５】
　そして、乾燥造粒室３１内は、供給された所定温度（例えば、２７０～２９０℃）の空
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気により加温されているので、噴霧されたスラリーは乾燥して顆粒として乾燥造粒室３１
の最下方の製品排出口３４へと蓄積される。
　一方、微粉末を含む熱風は排気口３３を介して排気機構４へと放出される。
【００３６】
　そして、この実施例１の噴霧乾燥造粒装置において、アトマイザ３５を構成するディス
クＤは、図２～５に示すように、平面形状が円形で、中央にセラミックスラリーの供給口
となる円形の開口部５１ｂ（図２～図３参照）が形成された上側ディスク５１と、上側デ
ィスク５１と所定の間隔をおいて対向するように配設され、平面形状が円形で、上面側中
央部分に円錐状の盛り上がり部（傾斜部）５５が形成され、その中心に、下記の回転シャ
フト５４を挿通させる貫通孔５６が設けられた下側ディスク５２（図２，３および５参照
）と、上側ディスク５１と下側ディスク５２を所定の間隔をおいて結合させるように、周
方向に所定の間隔をおいて配設された円柱状の複数のピン５３（図２および３参照）とを
備えている。
【００３７】
　なお、上側ディスク５１の円錐状の盛り上がり部（傾斜部）５５は、供給されるセラミ
ックスラリーが偏りや滞流などを生じないように、円滑に流れるようにするために設けら
れたものであり、その形状に特別の制約はなく、場合によっては特に設ける必要がないこ
ともある。
【００３８】
　また、下側ディスク５２の貫通孔５６を貫通して、回転シャフト５４が配設され、ナッ
トなどにより下側ディスク５２に固定されており、回転シャフト５４を回転させることに
より、ディスクＤが高速で回転するように構成されている。
【００３９】
　上述のディスクＤは、通常、ステンレス鋼やセラミック材料などから形成されるが、こ
の実施例１ではステンレス鋼から形成されたものが用いられている。
【００４０】
　このように構成されたディスクＤは、回転シャフト５４により高速で回転され、スラリ
ー供給機構１から、上側ディスク５１の開口部５１ｂを経て供給されたセラミックスラリ
ーが、ディスク５４の回転による遠心力によってディスクＤ上を流動しつつ微細化され、
各ピン５３の間から乾燥造粒室（チャンバー）３１に噴霧される。
【００４１】
　なお、ピン５３はそれぞれ、ナットなどにより上側ディスク５１および下側ディスク５
２に固定されている。このピン５３の長さにより上側ディスク５１と下側ディスク５２と
の間隔が定まる。ピン５３の周方向における配設間隔に特別の制約はなく、セラミックス
ラリーの性状などを考慮して定められる。
【００４２】
　そして、この実施例１の噴霧乾燥造粒装置において用いられているディスクＤにおいて
は、セラミックスラリーと接触する領域に、疎水性を持たせるためのフッ素樹脂コーティ
ングの処理が施されている。
【００４３】
　具体的には、図２に示すように、ディスクＤとして、上側ディスク５１の下面５１ａ、
下側ディスク５２の上面５２ａおよび下側ディスク５２の円錐状の盛り上がり部（傾斜部
）５５の表面（傾斜面）５５ａ、複数のピン５３の外周面５３ａに、フッ素樹脂コーティ
ングが施されたディスクが用いられている。なお、図２には、フッ素樹脂コーティング層
Ｃが、セラミックスラリーと接触する領域に配設された状態を示している。
【００４４】
　なお、本発明において、ディスクとは、文字通りのディスク状の部材のみに限られるも
のではなく、この実施例１において用いられているように、上側ディスク５１、円錐状の
盛り上がり部（傾斜部）５５を有する下側ディスク５２、複数のピン５３などを備えた構
成のものなどを含む広い概念のものである。
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　また、上側ディスク５１が円錐状の盛り上がり部（傾斜部）５５を備えていない場合に
は、回転シャフト５４の外周面のセラミックスラリーが接する領域にも疎水性を持たせる
処理を施すことが好ましい。
【００４５】
　上述のように構成された実施例１の噴霧乾燥造粒装置を用いることにより、ディスクＤ
に付着したスラリーが乾燥して固化することにより詰まりが生じたり、固化したものがデ
ィスクＤから剥離し、粗粒として製品の中に混入したりすることを防止することが可能に
なる。その結果、従来の噴霧乾燥装置では問題となるような、ディスクＤ上のスラリーの
流れや、液滴の微細化が妨げられたりすることなく、粒度分布がシャープで微細なセラミ
ック顆粒（造粒体）を効率よく製造することができる。
【実施例２】
【００４６】
　この実施例２では、上記実施例１の噴霧乾燥造粒装置を構成するディスクＤとして、実
施例１で用いたディスクＤと同じ構造を有し、セラミックスラリーと接触する領域に疎水
性を持たせた、表１の試験番号１，２および３のディスク（本発明の実施例にかかるディ
スク）と、実施例１で用いたディスクＤと同じ構造を有し、セラミックスラリーと接触す
る領域に疎水性を持たせる処理をしていない、表１の試験番号４および５のディスク（比
較例としてのディスク）を作製した。
【００４７】
　なお、表１における試験番号１～３のディスク（セラミックスラリーと接触する領域に
疎水性を持たせた本発明の実施例にかかるディスク）は、以下に説明する方法により作製
した。
【００４８】
　(１)試験番号１のディスクの作製
　まず、ステンレス鋼からなる、実施例１で用いたディスクＤと同じ構造を有するディス
クを準備した。それから、次に、ディスクの表面全体にフッ素樹脂をコートすることによ
り試験番号１のディスクを作製した。
　なお、フッ素樹脂コーティングは、公知の通常のコート方法を用いて、ディスクへのフ
ッ素系樹脂の塗装、乾燥、焼き付けの工程を経て実施した。
【００４９】
　また、ディスクの表面にフッ素樹脂をコートする場合、ディスクの表面全体にフッ素系
樹脂を塗布して、乾燥、焼き付けの工程を経てコートしてもよいが、所定の領域にのみフ
ッ素樹脂コーティングが行われるように、その領域にだけフッ素系樹脂を塗装して、乾燥
、焼き付けを行い、意図する領域（例えば、上記実施例１のようにディスクのセラミック
スラリーと接触する領域）にのみフッ素樹脂コーティングを行うようにしてもよい。
【００５０】
　(２)試験番号２のディスクの作製
　上記試験番号１のディスクの場合と同じステンレス鋼からなるディスクを準備した。
　それから、ディスクの表面全体に撥水めっきを施すことにより、試験番号２のディスク
を作製した。
【００５１】
　なお、撥水めっきは、例えば、フッ素系高分子のエマルジョンとＮｉを含むめっき液に
ディスクを浸漬し、電解めっきを施すなど公知の方法で実施することができる。なお、撥
水めっきの場合も、ディスクの全面に施してもよく、また、意図する領域にだけ撥水めっ
きを行うように構成することも可能である。
【００５２】
　また、上記(１)のフッ素樹脂コーティングに用いるフッ素樹脂、および(２)の撥水めっ
きに用いるフッ素系高分子材料としては、公知の種々のフッ素樹脂を用いることが可能で
あるが、その中でもポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）を用いることが特に好まし
い。
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　(３)試験番号３のディスクの作製
　上記試験番号１のディスクの場合と同じステンレス鋼からなるディスクを準備した。そ
して、ディスクのセラミックスラリーと接触する領域にフッ素樹脂シートを張り付けるこ
とにより、試験番号３のディスクを作製した。なお、上側ディスクと下側ディスクの表面
には、平らなフッ素樹脂シートを張り付けることにより、表面をフッ素樹脂シートにより
被覆し、また、ディスクを構成するピンについては、フッ素樹脂チューブを外挿すること
により、ピンの表面をフッ素樹脂シートにより被覆した。
【００５４】
　また、比較例のディスクのうち、試験番号４のディスクは、実施例１で用いたディスク
Ｄと同じ構造を有する、ステンレス鋼から形成されたディスクで、セラミックスラリーと
接触する領域に疎水性を持たせるための処理を施していないディスクである。
【００５５】
　また、試験番号５のディスクは、実施例１で用いたディスクＤと同じ構造を有する、ジ
ルコニアから形成されたディスクで、セラミックスラリーと接触する領域に疎水性を付与
するための処理を行っていないディスクである。
【００５６】
　そして、実施例１で用いた噴霧乾燥造粒装置（図１参照）に、ディスクＤとして、この
実施例２で作製した、本発明の要件を備えたディスク（表１の試験番号１～３のディスク
）と、本発明の要件を備えていない比較例のディスク（試験番号４および５のディスク）
を用いて、以下の方法でセラミックスラリーの乾燥造粒を行った。
【００５７】
　ここでは、Ｆｅ2Ｏ3、ＮｉＯ、ＣｕＯ、ＺｎＯからなるフェライト粉末（仮焼物）１０
０重量部に対し、水を５０重量部、バインダーとしてポリビニルアルコール（ＰＶＡ）を
２．５重量部、分散剤としてポリカルボン酸アンモニウム塩を０．２５重量部、可塑剤と
してのグリセリンを０．２５重量部添加し、撹拌分散処理を行って作製したセラミックス
ラリーを準備した。
【００５８】
　そして、実施例１で用いた噴霧乾燥造粒装置に、ディスクＤとして上記の試験番号１～
５の各ディスクを取り付け、上記セラミックスラリーの乾燥造粒を行った。
【００５９】
　乾燥造粒を行うにあたっては、ディスクの回転数は１００００ｒｐｍとし、熱風の供給
口３２の温度を１８０～２１０℃、排気口３３の温度を１００～１２０℃に設定して造粒
乾燥を行い、造粒体（セラミック顆粒）を得た。
【００６０】
　そして、得られた造粒体（セラミック顆粒）について、３００μｍ以上の粗粒の比率を
調べた。表１に、粗粒の比率を併せて示す。
粗粒の比率は、目開き３００μｍのふるいを用い、振動ふるい機にて各試料（セラミック
顆粒）をふるい分けし、ふるい上に残ったセラミック顆粒の量から、セラミック顆粒中に
おける３００μｍ以上の粗粒の比率（重量％）を算出したものである。
【００６１】
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【表１】

【００６２】
　表１に示すように、ステンレス鋼からなり、表面処理（疎水化処理）を施していないデ
ィスクを用いた試験番号４（比較例）の場合、および、ジルコニア製で表面処理（疎水化
処理）を施していないディスクを用いた試験番号５（比較例）の場合、造粒体（セラミッ
ク顆粒）中における３００μｍ以上の粗粒の比率が、それぞれ１．５重量％（試験番号４
）および１．３重量％（試験番号５）であった。
【００６３】
　これに対し、ステンレス鋼からなり、表面にフッ素樹脂コーティングを行った試験番号
１、表面に撥水めっきを行った試験番号２、および、フッ素樹脂シートの貼り付けを行っ
た試験番号３の各ディスク（本発明の実施例にかかるディスク）を用いた場合、造粒体（
セラミック顆粒）中における３００μｍ以上の粗粒の比率が、それぞれ０．３重量％（試
験番号１）、０．４重量％（試験番号２）、および０．３重量％（試験番号３）で、表面
処理をしていない上記比較例のディスクを用いた場合に比べて、粗粒の比率が大幅に低下
することが確認された。
【００６４】
　また、表１には示していないが、ジルコニア製のディスクの場合にも、セラミックスラ
リーと接触する領域に、フッ素樹脂コーティング、撥水めっき、フッ素樹脂シートの貼り
付けのいずれかを行った場合、上記試験番号１，２および３の場合と同様に、粗粒の比率
が低く抑えられることが確認されている。
【００６５】
　なお、本発明において、フッ素樹脂コーティングに用いるフッ素樹脂の種類やコート方
法、撥水めっきに用いるフッ素系高分子材料の種類やめっき方法、フッ素樹脂シートを構
成するフッ素樹脂の種類や厚みなどに特別の制約はなく、セラミックスラリーやそれを乾
燥造粒する際の条件などを考慮して、公知の材料や方法から適切なものを選択して用いる
ことが可能である。
【００６６】
　本発明は、さらにその他の点においても、上記の実施例に限定されるものではなく、乾
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リーの条件、セラミックスラリーを構成するセラミックの種類などに関し、発明の範囲内
において、種々の応用、変形を加えることが可能である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　　　　　スラリー供給機構
　２　　　　　　熱風供給機構
　３　　　　　　噴霧乾燥機本体
　４　　　　　　排気機構
　１１　　　　　原料タンク
　１２　　　　　原料供給ポンプ
　２１　　　　　送風機
　２２　　　　　熱風発生装置
　３１　　　　　乾燥造粒室（チャンバー）
　３２　　　　　熱風を供給するための供給口（入口）
　３３　　　　　排気口（出口）
　３４　　　　　製品排出口
　３５　　　　　ディスクを備えるアトマイザ
　４１　　　　　サイクロン
  ４２　　　　　バグフィルタ
　４３　　　　　排風機
　５１　　　　　上側ディスク
　５１ａ　　　　上側ディスクの下面
　５１ｂ　　　　開口部
　５２　　　　　下側ディスク
　５２ａ　　　　下側ディスクの上面
　５３　　　　　ピン
　５３ａ　　　　ピンの外周面
　５４　　　　　回転シャフト
　５５　　　　　円錐状の盛り上がり部（傾斜部）
　５５ａ　　　　円錐状の盛り上がり部（傾斜部）の表面（傾斜面）
　５６　　　　　貫通孔
　Ｃ　　　　　　フッ素樹脂コーティング層
　Ｄ　　　　　　ディスク
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